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【はじめに】光インプリントプロセスは，基板表面に微細な凹凸構造を高スループットに形成可能であるた

め，様々な機能性デバイスの作製手法として有望である．我々のグループではこれまでに，陽極酸化ポ

ーラスアルミナをナノインプリント用モールドとして適用することで，高アスペクト比のナノピラーアレー，

ナノホールアレー，更には，ナノ・マイクロ階層構造の形成が可能であることを報告してきた[１，２]．本報

告では，新規なナノ・マイクロ階層構造形成

用ポーラスアルミナモールドの作製とナノイン

プリントによるポリマーパターンの形成につい

て検討を行った結果を報告する．本プロセス

によれば，陽極酸化とウェットエッチングのみ

でモールドの作製が可能であるため，大面積

のパターン形成が可能になると期待できる． 

【実験】図１に実験プロセスを示す．陽極酸化

ポーラスアルミナ表面に，マイクロパターンを有するレジストマスクを形成し，ウェットエッチングを施すこ

とでマスク開口部のアルミナを選択的に溶解除去した．得られた試料に再陽極酸化を行った後，アルミ

ナ層をすべて溶解除去することでマイクロサイズの窪み配列構造が形成された Al 板を得た．その後，再

度陽極酸化を施すことで階層構造を有するポーラスアルミナモールドを作製した．得られたモールドを用

いた光ナノインプリントによりナノ・マイクロ階層構造を得た． 

【結果および考察】図２に本検討で得られたナノ・マイクロ階層構造の SEM 像を示す．SEM 像より，５μm

周期の突起パターン表面に 500nm 周期の

ナノピラーアレーが形成されている様子が

観察された．得られるマイクロ構造やナノ

構造は，陽極酸化条件，レジストマスクの

パターンを変化させることで制御するこ

とが可能であった．本検討で得られたナ

ノ・マイクロ階層構造は，超撥水表面等への応用が期待できる． 
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図２ ナノ・マイクロ階層構造 SEM 像 (a)表面像 (b)断面像 

図 1 実験プロセス 
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